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Espectrofotometro de absorcion atomica
llama/GFAA 185-900 nm

Cédigo: B2-01-012040.1 / B2-01-012040.2 / B2-01-012040.3
- Marca: Belltronic
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Detalle

La versién de sistema de llama es un espectrofotémetro de absorcién atémica de llama dedicado; las versiones de sistema integrado de
llama y GFAA combinan las tecnologias de atomizacién por llama y por horno de grafito. Estos instrumentos se utilizan en monitoreo
ambiental, ensayos de inocuidad alimentaria y analisis metallrgico para la determinacién de elementos traza y mayoritarios.

Caracteristicas

A W N R

Sistema 6ptico de reflexién total para la relacidn sefial-ruido del instrumento.
Ocho posiciones de ldmpara con disefio de rotacién de 360°.
Software de estacién de trabajo bajo el sistema MS Windows, de operacién automéatica y completa.

Funciones QA/QC: en cada ensayo se entregan la desviacién estandar (SD) y la desviacién estandar relativa (RSD) de la absorbancia,
junto con la SD y la RSD de la concentracién calculada; la curva de trabajo de las muestras patrén verifica automaticamente el
coeficiente de correlacién.

Medicién de informacién completa: cada medicién guarda los resultados de distintos métodos de procesamiento de datos (promedio,
altura de pico, drea de pico y resultados estadisticos) para el analisis del usuario.

. Base de datos de un clic que completa rdpidamente ajustes como longitud de onda, ancho de banda espectral, corriente de la ldmpara,

alto voltaje negativo y balance de energia.

. Método de calentamiento del horno de grafito: calentamiento longitudinal del horno de grafito (mantiene uniforme la temperatura de la

fase gaseosa dentro del tubo de grafito, permite que la muestra alcance la temperatura de atomizacién de forma simulténea e
instantdnea, mejora la eficiencia de atomizacién y la exactitud de la medicidn, reduce los requisitos de desempefio del cuerpo del horno
y prolonga su vida util) (sélo en las versiones de sistema integrado de Ilama y GFAA).

Especificaciones técnicas

Especificacion #0.15nm - Sistema de llama +0.2nm - Sistema integrado de llama y GFAA +0.15nm - Sistema integrado de llama y GFAA
B2-01-012040.1 B2-01-012040.2 B2-01-012040.3

Tipo de instrumento Sistema de llama Sistema integrado de llama y GFAA Sistema integrado de llama y GFAA

Sistema 6ptico - Tipo Doble haz Doble haz Doble haz

de haz

Sistema optico - Red de | Surcos 1800lineas/mm, longitud de onda Surcos 1800lineas/mm, longitud de onda de blaze Surcos 1800lineas/mm, longitud de onda de blaze

difraccién de blaze 250nm 250nm 250nm

Sistema o6ptico - Rango = 185~900nm 185~900nm 185~900nm

de longitud de onda

Sistema 6ptico - Ancho 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm 0.1,0.2,0.4,0.7, 1.4, 2.0nm 0.1,0.2,0.4,0.7, 1.4, 2.0nm

de banda espectral

Sistema optico - +0.15nm +0.2nm +0.15nm

Exactitud de longitud

de onda
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Especificacion

Sistema optico -
Repetibilidad de
longitud de onda

Sistema o6ptico -
Desviacion del ancho
de banda espectral

Sistema optico -
Portaldmparas

Desempefio
fotométrico - Modos de
lectura

Desempefio
fotométrico - Rango
fotométrico

Desempefio
fotométrico -
Estabilidad de linea
base

Desempefio
fotométrico -
Capacidad de
correccién de fondo

Analisis por llama -
Concentracion
caracteristica

Andlisis por llama -
Limite de deteccién

Analisis por llama -
Repetibilidad

Anélisis por llama -
Quemador

Andlisis por llama -
Nebulizador

Analisis por llama -
Funciones de seguridad

Anélisis por horno de
grafito - Masa
caracteristica

Anélisis por horno de
grafito - Limite de
deteccién

Andlisis por horno de
grafito -
Repetibilidad(Cd)

Anélisis por horno de
grafito - Rango de
temperatura del horno
de grafito

Anélisis por horno de
grafito - Velocidad de
calentamiento

Anélisis por horno de
grafito - Funciones de
seguridad

Procesamiento de
datos - Método de
célculo de
concentracion

Procesamiento de
datos - Nimero de
mediciones repetidas

+0.15nm - Sistema de llama
B2-01-012040.1

=0.05nm

+0.02nm

8(Admite precalentamiento simultaneo de
1~4 ldmparas)

Transmitancia, absorbancia,
concentracion

0~125%T, -0.1~3.00Abs

Deriva =0.002Abs(Estable 30min) Deriva
+0.004Abs(Dindmica 15min)

Lampara de deuterio: =40 veces(a 1Abs)
Autoinversion: =80 veces(a 1Abs)

Método de llama para Cu: =0.02pg/mL

Método de llama para Cu: =0.004pg/mL

Método de llama para Cu: =0.5%

Cabezal de quemador de titanio

Nebulizador de vidrio de alta eficiencia

Proteccién contra presién anormal del gas
de llama y del gas auxiliar

Método de curva estédndar(6 métodos de
ajuste lineales y no lineales), método de
adicién estandar, método de interpolacion

1~30 veces; calcula y entrega el
promedio, la desviacién estandary la
desviacion estéandar relativa de la
absorbancia y de la concentracién

+0.2nm - Sistema integrado de llama y GFAA
B2-01-012040.2

=0.1nm

+0.02nm

8(Admite precalentamiento simulténeo de 1~4
ldamparas)

Transmitancia, absorbancia, concentracién

0~125%T, -0.1~3.00Abs

Deriva £0.003Abs(Estable 30min) Deriva
+0.005Abs(Dindmica 15min)

Lampara de deuterio: =40 veces(a 1Abs)

Método de llama para Cu: =0.035ug/mL

Método de llama para Cu: =0.006pg/mL
Método de llama para Cu: <0.6%
Cabezal de quemador de titanio
Nebulizador de vidrio de alta eficiencia
Proteccidn contra presidén anormal del gas de llama y

del gas auxiliar

Cd =0.6pg Cu =20pg

Cd =1.0pg Cu =25pg

=3%

Temperatura ambiente~3000°C

Méximo 2000°C/s

Alarmas de flujo de agua de refrigeracion, presion del
gas protector, temperatura del cuerpo del horno,
temperatura de la fuente de alimentacién e instalacién
del tubo de grafito

Método de curva estandar(6 métodos de ajuste lineales
y no lineales), método de adicién estandar, método de
interpolacién

1~30 veces; calcula y entrega el promedio, la
desviacion estéandar y la desviacidn estandar relativa
de la absorbancia y de la concentracién

+0.15nm - Sistema integrado de llama y GFAA
B2-01-012040.3

=0.05nm

+0.02nm

8(Admite precalentamiento simultdneo de 1~4
ldamparas)

Transmitancia, absorbancia, concentracion

0~125%T, -0.1~3.00Abs

Deriva £0.002Abs(Estable 30min) Deriva
+0.004Abs(Dindmica 15min)

Lampara de deuterio: =40 veces(a 1Abs)
Autoinversion: =80 veces(a 1Abs)

Método de llama para Cu: =0.02pg/mL

Método de llama para Cu: =0.004pg/mL
Método de llama para Cu: =0.5%
Cabezal de quemador de titanio
Nebulizador de vidrio de alta eficiencia
Proteccién contra presién anormal del gas de llama y

del gas auxiliar

Cd =0.5pg Cu =20pg

Cd =0.8pg Cu =25pg

=2.5%

Temperatura ambiente~3000°C

Maximo 2000°C/s

Alarmas de flujo de agua de refrigeracion, presion del
gas protector, temperatura del cuerpo del horno,
temperatura de la fuente de alimentacién e instalacion
del tubo de grafito

Método de curva estandar(6 métodos de ajuste lineales
y no lineales), método de adicién estandar, método de
interpolacién

1~30 veces; calcula y entrega el promedio, la
desviacion estéandar y la desviacién estandar relativa
de la absorbancia y de la concentracién
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Especificacion

Accesorio estandar

Accesorio opcional

Alimentacion eléctrica

+0.15nm - Sistema de llama
B2-01-012040.1

Lampara de elemento(Cu*1), compresor
de aire libre de aceite, software, memoria
usB

Llama de alta temperatura enriquecida
con oxigeno, generador de hidruros,
software de pista de auditoria,
automuestreador de llama

AC 220V, 50/60Hz

Dimensiones externas 830*650*560mm
(AnxPrxAl)

Dimensiones de 1010*780*830mm
embalaje (AnxPrxAl)

Peso neto 85kg

Peso bruto 135kg

+0.2nm - Sistema integrado de llama y GFAA
B2-01-012040.2

Lampara de elemento(Cu*1, Cd*1), compresor de aire
libre de aceite, software, memoria USB, tubo de
grafito*5, pipeta*1(5~50ul), punta de
pipeta*1000(200ul)

Llama de alta temperatura enriquecida con oxigeno,
generador de hidruros, software de pista de auditoria,
enfriador recirculante, automuestreador de horno de
grafito, automuestreador de llama
AC 220V, 50/60Hz

830*650*560mm

1010*780*830mm

120kg
183kg

1. Confirme el rango espectral

Compare las longitudes de onda de los elementos que debe medir con el rango de longitud de onda y con los anchos de banda
espectrales disponibles.

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): No aplica
o Sistema éptico * Rango de longitud de onda: 185~900nm

o Sistema éptico - Ancho de banda espectral: 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): =3%
o Sistema dptico - Rango de longitud de onda: 185~900nm

o Sistema dptico - Ancho de banda espectral: 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): <2.5%
o Sistema éptico - Rango de longitud de onda: 185~900nm

o Sistema 6ptico - Ancho de banda espectral: 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm

.. Revise el nivel de deteccidén requerido

Compare la concentracién que espera analizar con el limite de deteccién y con la repetibilidad del método de llama de cada versién.

e Analisis por horno de grafito * Repetibilidad(Cd): No aplica
o Andlisis por llama - Limite de detecciéon: Método de llama para Cu: =0.004ug/mL
o Andlisis por llama - Repetibilidad: Método de llama para Cu: <0.5%

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): =3%
o Analisis por llama : Limite de deteccién: Método de llama para Cu: =0.006ug/mL
o Analisis por llama - Repetibilidad: Método de llama para Cu: <0.6%

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): <2.5%
o Analisis por llama : Limite de deteccién: Método de llama para Cu: =0.004ug/mL

o Analisis por llama : Repetibilidad: Método de llama para Cu: <0.5%

Prevea la instalacion

+0.15nm - Sistema integrado de llama y GFAA
B2-01-012040.3

Lédmpara de elemento(Cu*1, Cd*1), compresor de aire
libre de aceite, software, memoria USB, tubo de
grafito*5, pipeta*1(5~50pl), punta de
pipeta*1000(200ul)

Llama de alta temperatura enriquecida con oxigeno,
generador de hidruros, software de pista de auditoria,
enfriador recirculante, automuestreador de horno de
grafito, automuestreador de llama
AC 220V, 50/60Hz

830%650*560mm

1010*780*830mm

125kg

183kg

Confirme que la alimentacion eléctrica sea compatible y que la mesa de trabajo admita las dimensiones externas del equipo.

e Andlisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): No aplica
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o Alimentacion eléctrica: AC 220V, 50/60Hz
o Dimensiones externas (AnxPrxAl): 830*650*560mm

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): <3%
o Alimentacion eléctrica: AC 220V, 50/60Hz
o Dimensiones externas (AnxPrxAl): 830*650*560mm

e Analisis por horno de grafito - Repetibilidad(Cd): <2.5%
o Alimentacion eléctrica: AC 220V, 50/60Hz
o Dimensiones externas (AnxPrxAl): 830*650*560mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotizacién
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